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        Ⅹ線トポグラフィー(1)  

       (実験室系、放射光利用共通） 
   目的、観察対象、観察方法、欠陥イメージ形成原理       

非破壊検査 



  

結晶格子欠陥 半導体デバイス
の特性不良 

  

出発単結晶材料、プロセスで
発生する欠陥の検出と同定 

  

出発材料、デバイス製作
プロセスの改善 

  

（原因の一つ） 

（不純物との絡み） 

対策 

（結晶物性、半導体プロセスの知識） 

 結晶欠陥の電気的影響のチェック 

 ＊欠陥分布とデバイス特性不良とのマクロな対比 

 

 ＊個々の欠陥と特性不良の一対一対応 

   エッチパターン、Ⅹ線トポグラフ、PLトポグラフ、エミッション     

   顕微鏡法の利用など 

 

欠陥観察とデバイス特性の対比を目指して 



結晶の試料ホルダーへの取り付けには注意を！ 

  

  観察対象は何か。その観察に影響はないか！  



      Ⅹ線トポグラフィー(2)  
      (実験室系、放射光利用共通)     

        要素技術（光源、光学系、検出器)    

               装置構成、欠陥イメージの解釈 

 光源 → 高輝度微小焦点Ⅹ線発生装置、放射光偏向電磁石光源 

検出器→ 目的による使い分け 



装置構成（光学系）例 
歪み(ミクロ、マクロ）にはグレードがある

ので、検出感度に適した光学系を組むと
いう発想が基本 

注意：モノクロの欠
陥、汚れも試料のト
ポグラフに写る→ 

保守管理、光学系
の選択 



欠陥イメージの定性的解釈 

イメージコントラストは、入射Ⅹ線の性質すなわち角度広がり(平行性）、
波長広がりや試料の厚さ、Ⅹ線吸収係数などにも依存する。 

欠陥イメージの起源 

局所的なブラッグ角
のずれ (dq) 



欠陥イメージのコントラストと観察例 

Ⅹ線トポグラフィを始める人のため
の基礎知識として書きました。 

実験室系 

放射光利用 


